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成果摘要： 

一、成果内容简介、关键技术、技术经济指标：1、成果内容简介：该专题研究成功半导体专用设备分步重复投影光刻

机。主要用于中国微电子领域的光刻工艺，用来研究和生产VLSI电路，是发展中国电子工业急需的关键工艺设备。该机

的功能在目前是国内最齐全的、含有版库管理系统、可编程掩模光栏、自动调焦调平、可编程调焦、自动光量控制、图

形阵列自动优化设计、同轴掩膜自动对准、同轴硅片自动对准(整片、逐场、选场)、硅片自动传输定位等先进功能。将

10块掩模版和25个硅片故人版库后无需人为干预，整个光刻过程即可自动完成。2.关键技术：高分辨率投影成像技术；

高能高均匀聚光照明技术；自动光量控制技术；自动调焦技术；自动对准技术；高速高精度伺服定位技术；精密测长技

术；气象参数及环境监测技术；自动输片技术；掩模自动管理技术；防振隔振技术；控制和数据处理软件；分步光刻机

性能测试和评价技术；分步光刻机工艺技术。3.技术指标：镜头：倍率5：1，谱线g线(436nm)，数值孔径NA=0.4，分

辨率：0.8μm；光源，光强880mW，均匀性±2％。自动调焦：范围：±220μm，精度：±0.25μm；工作台行程：

152mm×152mm；精度：±0.125μm；套刻精度：±0.3μm；生产率：40片(5in)；硅片尺寸：4in、5in、6in；可靠

性：MTBF≥200h。二、经济、社会、环境效益及推广应用前景：分步光刻机是半导体工业最关键的工艺设备，是西方

国家对中国重点禁运的产品，该机的研制成功可以打破西方国家对中国的技术封锁，对发展中国的电子工业将起重要作

用。它能满足中国兆位级VISI的光刻工艺需要，促进微电子技术的进步。其社会效益十分显著。国外设备每台约120万

美元。该机的研制成功可以节省大量外汇，经济效益也相当可观。该机可满足中国“九五”期间微电子工业发展的需

求，推广应用前景十分广阔。三、成果转化的可行性：建议建立分步重复投影光刻机的批量生产基地，同时建立配套件

的引进渠道和国产化生产基地，以满足中国电子工业发展的需要。 
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